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１．概要（Summary） 

無痛での経皮薬物送達が可能な注射針の実現のため、

皮膚刺入可能な 3 次元微小構造を有するマイクロニード

ルアレイの創出を目的とし、露光量の違いを利用した回

転傾斜露光プロセスを新たなリソグラフィ方法として提案

する。従来、ニードルアレイはモールド加工等によって製

作されてきたが、プロセス工程が複雑であり、より能率的

な製作方法の確立が求められていた。 

そこで本研究では、より簡単にニードルアレイを作製す

るため、回転傾斜露光を用いたマイクロニードルアレイの

作製方法を提案する。透明基板上の円形パターンアレイ

をマスクとし、紫外線硬化材料に対して裏面から回転傾

斜露光を行う。この時、紫外線が常に照射される領域と一

定回転区間紫外線が照射されない領域が存在し、材料

内に露光量の違いが発生する。この露光量の違いによっ

て硬化場所を選択的に制御し、円錐形状のニードルを作

製する。マスク径、傾斜角度、露光量の制御によって、要

求仕様に合った形状が 1 回の露光プロセスによって実現

できる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置  ADVANTEST 

F5112+VD01 

【実験方法】 

マイクロニードルの製作において、ナノテクプラットフォ

ー ム が 有 す る 電 子 線 描 画 装 置 (ADVANTEST 

F5112+VD01)を利用して、EB 描画マスクを作製した。こ

の作製した EB 描画マスクを用いて、ガラス基板上に円形

状のアレイをパターンし、ガラス基板に対して、回転傾斜

露光を行うことで、マイクロニードルアレイを作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したマイクロニードルの形状は理論で求めた形状と

一致していた。また先端半径は 10 µm 程度になっており、

皮膚への刺入が可能なサイズとなっていた。実験の結果、

マウスの皮膚に対して、作製したニードルが刺入できるこ

とが確認された。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究の一部はマツダ研究助成の援助を受けて行わ

れた。 
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